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(54) TiUe: METHOD FOR THE DEPOSITION IN PARTICULAR OF METAL OXIDES BY NON-CONTINUOUS PRECUR- 
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t*-^ (57) Abstract: The invention relates to a method for the deposition of at least one layer on at least one substrate in a process 
chamber, whereby the layer comprises at least one component. The at least one first metal component is vaporised in a particularly 
conditioned carrier gas by means of a non-continuous injection of a starting material in the form of a liquid or dissolved in a liquid 

2? and at least one second component as chemically-reactive starting material. The starting materials are alternately introduced into the 
process chamber and the second starting material is a chemically-reactive gas or a chemically-reactive liquid. 

!?) 

(57) ZiLsammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahnen zum Abscheiden mindestens einer Schicht auf mindestens einem 
Substrat in einer Prozesskammer, wobei die Schicht aus mindestens einer Komponente besteht, wobei die zumindest eine erste 
mctallischc Komponente untcr Vcrwcndung cincr nicht kontinuicrlichcn Injcktion cincs fliissigcn odcr cincs in cincr Fltissigkcit gc- 
15stcn crstcn Ausgangsstoffcs in cin insbcsondcrc tcmpcricrtcs Tragcrgas vcrdampft wird und mindestens cine zwcitc Komponente 
als chcmisch rcaktivcr Ausgangsstoff zugcftihrt wird. Wcscntlich ist, dass die Ausgangsstoffc abwcchsclnd in die Prozesskammer 
cingcbracht wcrdcn, so dass dcr zwcitc Ausgangsstoff cin chcmisch rcaktivcs Gas odcr cine chcmisch rcaktivc Fltissigkcit ist 
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